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次号予告「新機能の創出に向けたメタマテリアル研究」

巻頭言
電磁場をデザインする  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥石原照也

総合報告
メタマテリアルの基礎と展望  ‥‥‥‥‥‥‥‥真田篤志

解　説
メタマテリアルと微小機械の融合  ‥‥‥‥‥‥金森義明
シリコンメタサーフェスの全光学的散乱スイッチング 

  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥西田健太郎，他
電気・磁気双極子共鳴をハイブリッド化したメタサー
フェス─表面格子共鳴と Kerker効果  ‥‥‥村井俊介

量子ドットとメタマテリアルを融合した単一光子放出 
素子  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥向井剛輝

光学ハイライト

気になる論文コーナー

今後の特集予定
55巻 4号「光で切り開く次世代計算技術」
55巻 5号「超短パルスレーザー加工のダイナミクス」
55巻 6号「2025年日本の光学研究」
55巻 7号「半導体製造現場を支える先端光学技術」
55巻 8号「未来の半導体製造をひらく光学技術」 

//編集後記 //

　超解像蛍光顕微鏡は，2014年にノーベル化学賞を受
賞して以降，急速な進展を遂げてきました．空間分解能
の向上にとどまらず，観察対象の広がりや測定の高速化
が進み，近年ではラマン散乱や赤外吸収といった蛍光以
外の信号を利用した超解像技術も登場しています．試料
の多様な応答を光学的にいかに引き出し，選択的に検出
するかという観点から，超解像顕微鏡はその裾野を大き
く広げつつあります．
　本特集は，このような超解像顕微鏡技術の広がりを踏
まえ，多様な背景をもつ読者の皆様が結像理論と近年の
技術進展を俯瞰し，自身の専門性と結びつけて考える契
機となるよう企画しました．講義では，結像理論の基礎
に立ち返りつつ，新たな超解像顕微鏡を構想する上での
方法論を解説していただきました．また解説では，試料
や装置構成，信号の種類といった観点から，超解像顕微
鏡技術の多様性と今後の発展可能性を俯瞰的に示してい
ただきました．そしてフォーカスでは，具体的な技術例
をご紹介いただきました．
　本特集が，顕微鏡開発に携わる研究者にとっては次の
一歩を考える足がかりとなり，また，顕微鏡技術の開発
に直接関わらない読者にとっても，自身の研究と超解像
顕微鏡技術との新たな接点を見出す契機となれば幸い
です．
　最後に，本特集の発刊にあたり，ご多忙の中ご執筆に
ご協力いただいた著者の皆様，ならびに編集委員会およ
び編集局の皆様に，心より御礼申し上げます．
 （桶谷，藤村）

原著論文を募集しています
　「光学」では，日本語の原著論文を募集しています．会員・非会員を問わず，自由に投稿できます．皆様の意
欲的なご投稿をお待ちしております．
　また，上記に加え，特集テーマに関連のある原著論文も募集しています．この場合，採択となった論文はその
特集号に合わせて掲載できるよう，査読作業をより迅速化いたします．特集テーマ関連の投稿締切は，当該特集
号発行月の 4か月前の 10日です．特集号を明記のうえご投稿ください．
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